Solution for researching

Prensa De Vacio Caliente Programable De Sobremesa
Compacta Para Union De Electrodos De Baterias Y
Procesamiento De Materiales

Numero de articulo: XP30

Introduccion

Prensa de vacio caliente programable de
sobremesa que ofrece una fuerza hidraulica de
10 toneladas, control de temperatura PID de
precisiéon hasta 500 °C y un ambiente de vacio o
gas inerte. Disefiada para la unién de electrodos
de baterias, laminacién de polimeros e
investigacion de materiales avanzados en un
formato compacto de sobremesa.

Aprende més

. . Laminacién de materiales de catodo/anodo sobre colectores de Contacto uniforme y oxidacién minima, mejorando el rendimiento
Unién de electrodos de baterias . ) ., . ) L L
corriente bajo calor y presién en vacio o gas inerte. electroquimico y la vida util.
Prensado de electrolitos de estado Compactacién y sinterizacién de polvos de electrolito sélido en Alta densidad y porosidad reducida mejoran la conductividad iénica
sélido pastillas densas para baterias de préxima generacién. y la estabilidad mecanica.
L . Unién de peliculas o ldminas de polimero para empaquetado El control preciso de temperatura/presion evita burbujas y
Laminacién de polimeros . . e . . . A . . - . . -
electrénico, dispositivos médicos o pantallas flexibles. delaminacién, garantizando claridad éptica y resistencia de unién.

Consolidacién de preimpregnados de metal, cerdmica o fibra de

Fabricacién de materiales compuestos o
carbono en paneles compuestos de alto rendimiento.

Compactacién de polvos para Compactacién de polvos metdlicos o cerdamicos en preformas de Logra alta densidad en verde y uniformidad, reduciendo la
metalurgia forma cercana a la neta bajo vacio para evitar la oxidacion. contraccién y la distorsién durante la sinterizacion.
Prensado en caliente de MEA Unién de la membrana de intercambio de protones a las capas La distribucidn precisa de presion y la atmdsfera inerte preservan la
(Ensamblaje de Membrana-Electrodo)  de catalizador en la fabricacién de celdas de combustible. actividad del catalizador y la integridad de la membrana.

X L, L. Densificacion asistida por presion de ceramicas técnicas como Reduce la temperatura de sinterizacion y el tiempo de permanencia
Sinterizacién de cerdmicas avanzadas L ) . K L . ach

alumina, circonia o nitruro de silicio. logrando una densidad cercana a la tedrica.
Designacién del modelo XP30-STD XP30-HT Médulo térmico seleccionable
Temperatura de trabajo de la Control programable por pantalla tactil
P ) RT - 300 °C RT - 500 °C prog porp
placa PID
Potencia del calentador 2400 W = 3600 W Elementos calefactores simétricos
Presién de trabajo maxima =< 10 Toneladas (100 kN) =< 10 Toneladas (100 kN) Clasificada en estado ambiente (frio)
L. Controlador de pantalla téctil con Controlador de pantalla téctil con .
Control de presién L. L, Programable multipunto
autocompensacion autocompensacion
Dimensiones de la placa 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm Placas calefactoras duales
Optimizado para muestras de perfil

Abertura de la placa (Luz) 60 mm 60 mm P P P
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Nivel de vacio (Relativo) =<-0,1 MPa =<-0,1 MPa Medido en el manémetro de la cdmara

Alcanzable con estacién de bomba

Nivel de vacio (Absoluto) — Hasta 1x10-3 Torr
externa

Compatibilidad de gas

P . 9 Nz / Ar N2 / Ar Purga y retrollenado de gas inerte
atmosférico
Método de enfriamiento Refrigeracién por agua circulante Refrigeracién por agua circulante Canales de agua en placa integrados
Suministro eléctrico AC 220V / 60Hz AC 208V - 220V / 60Hz Red 60Hz, monofésica
Certificacion de seguridad CE CE Certificado completamente

Guantes de alta
ET T ) Bomba incluida Temp. max. " Recomendado para
temperatura

. 300 °C (XP30- . Laboratorios con presupuesto ajustado que tienen
Base Solo puerto externo (sin bomba) Opcional . .
STD) bomba de vacio existente
Estacion de bomba Estacién de bomba de paletas rotativas de alto 500 °C (XP30- Opcional Aplicaciones que requieren aislamiento limpio o vacio
externa rendimiento externa HT) P profundo
A . . 500 °C (XP30- ) Operaciones auténomas y "llave en mano" con espacio
Integrado estandar Bomba de paletas rotativas integrada HT) ( Incluidos (1 par) m?nimo Y B
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